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CARACTERIZACAO DE UM SISTEMA DE DEPOSICAO DE FILMES FINOS E
NANOESTRUTURAS POR MAGNETRON SPUTTERING

Resumo

O sistema Magnetron Sputtering e utilizado na aplicacdes com
deposicao de filmes finos, proporcionando camadas uniforme
de diversos materiais (Metais, Ligas, Dieléetricos e Polimeros).
Entretanto com essa técnica diversas aplicacOes sao possivels,
tais como fabricacOes de nanomaterials, desenvolvimento de
micro sensores, aplicacoes optoeletronicas, modificacao da
superficie de implantes cirurgicos, materiais anticorrosivos e
modificacoes em superficies de materiais, alterando aspectos
como resistencia, fadiga, dureza e stress. A Instrumentacao
Integrando 0s dispositivos do sistema gQarantira uma

reprodutibilidade nos filmes produzidos.

Materiais e Métodos

Confocal MS e 5 fontes DC para cada catodo
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Supervisorio do em teste Confocal MS

O Confocal MS possul atualmente duas fontes RF e cinco
fontes DC, sendo trés instaladas recentemente. Com 1SS0 0
sistema gue possul cinco magnetrons tera o controle individual
na polarizacdo. A elaboracdo do supervisorio esta sendo
realizada em Labview, onde a integracao dos dispositivos.

Magnetron Sputtering Confocal

caracterizada por um bombardelo
de ions de gas inerte como 0 argonio
em um material sélido denominado
alvo. Com a aplicacao de um campo
elétrico, o gas Inerte é Ionizado,
formando o plasma contem ions de

Argonio que ficam se recombinando

Processo Magnetron Sputtering [1]

com os eletrons emitindo fotons na regiao do visivel. Atraves
de um campo magnético temos um plasma confinado e assim
por transferéncia de energia cinética, o material do alvo é
arrancado e direcionado ao substrato.

Confocal MS

O Confocal MS for montado e Instrumentado no CBPF e

possul a funcionalidade em realizar codeposicoes, tratamento
térmico ao substrato, desbaste i10nico, aplicacao de Bia,
polarizacoes DC e RF e deposicoes com atmosfera reativa

com oxIgéenio e nitrogenio.

- ."‘ f ev \"
iy @‘ a.. P
HE =i .'. - E

COBRE

AQUECIMENTO DO
ALVO

IMAS DO MAGNETROM

Configuracao magnética

Confocal MS [2]
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Resultados

A tecnica Magnetron Sputtering € ] e |

Com a Instrumentacao e a Integracao
de novos dispositivos fol possivel
um malor controle e
nos  processos de
fabricacao de filmes finos, onde
diversos filmes nanometricos ja foram
depositados (Ti, TIN, Cu, CuNI, Au,
Cr, SIN, V205, AL, YIG, SI02, TIO?,
GaN, ZN, Pt, Ag, BFO3, FEQOS etc).

Para garantir a estabilidade termica durante o
processo de Sputtering, dois Dataloggers foram

- desenvolvidos com o propésito de monitorar,

controlar e informar ao usuario a temperatura e a

vazao.

Integracao dos Dispositivos
Do Confocal MS

Monitoramento da Temperatura Dataloggers de Temperatura

e Vazao

Conclusoes

» Se conseguiu produzir filmes finos com padroes de reprodutibilidade.

« Auxilio em diversos trabalhos realizados tais como artigos cientificos,
duas dissertacoes de mestrado e projetos de pesquisas cientificas.

* Integracao dos novos dispositivos Fontes DC e Dataloggers.

* ModificacOes no supervisorio em Labview (Fase de Teste).



